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Lichtempfindliche, negativ arbeltende Aufzeichnungsschicht 

Die Erfindung betrifft lichtempfindliche, negativ arberten- 
de, zur Herstellung von Resistmustern geeignete, waSrig- 
alkalisch entwickelbare Aufzeichnungsschichten. 
Diese bestehen im wesentlichen aus einem Gemisch aus 

a) einem oder mehreren in Wasser unldslichen, in waBrig- 
alkalischen Losungen jedoch losltchen oder zumindest di- 
spergierbaren filmbildenden polymeren Bindemitteln, 

b) einer oder mehreren photoporymerisierbaren organi- 
schen monomeren Verbindungen mit mindestens einer ethy- 
lenisch ungesattigten Doppelbindung oder deren Gemisch 
mit ethylenisch ungesattigten oligomeren Verbindungen, 

c) einem Photoinitiatoroder Photoinitiatorsystern und 

d) ub lichen Zusatz- und Hilfsst often, 

wobei das Gemisch zusatzlich ein Silan oder das bei der 
Kydrolyse des Silans entstehende Produkt oder Produktge- 
misch enthalt. 
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Beschreibung 



gang zur Restschichtbildung aufweist zahlreichen Patentschriften bekannt (z. B. DE-A 

^hotoresiste fur die ^^J^SaaSIS wKffSSK i entwickelbare Photoresiste weisen 
34 47 356, EP-A 2 805, EP-A 1 86 844 und EP-A 1 9* ««> wawng * Anwender auf. Sie enthalten im 

Vorteile hinsichtlich der Umweltbelastung und ^J^^^^S^^m ™** C&rbo ^ 
allgemeinen ein oder mehrere sauer funktionabsierte =^^^^~to^S3SS5«9docdh^ii«««l des Herstel- 
gruppen. in der Regel auch die Haftung ^ Kopfasub8frrt »**r^^ , so 

Sprozesses die Leiterplatten zwischen *™««^^ 4derholtes 
fcommt es haufig w ^i^S^adert werden, weil die Oberflache 

die Haftung zu Kupf er 

36 00 442, EP-A 1 93 621 und US-A46 29 679). Die als Z ^«£223 fSTSvSurf einzelner Verfah- 
binderung beschriebenen Verbindungen weisen J*°*^£j2 GdvSldTrn, %M oder vollstandig 

SaSw^undl^ 
^^dervor^^ 

km 

^T^chenderweiselaBtsicbdieseAufgabeinbe^ 

des beiderHydrolyse dieses SUansentstehendenPro^ arbeitende, zur Herstellung von 

30 einem Gemisch aus 

a) einem oder mehreren in Wasser unloslichen, - w^aUschen L6sungen jedoch 16slichen oder 
zumindestdispergierbarenfumbfldendenpolymerenBind^ Verbindungen nrit mindestens 

b) einer oder mehreren photopo^ensierbaren "g^EiSSSTSlIdS^dnD oder mehrere 

" otm^vS^ 

c^einem Photoinitiator oder Photoinitiatorsystem und 
d) ublichen Zusatz- und Hilfsstoff en, 
40 wobei dieses Gemisch dadurch gekennzeichnet ist, daB es zusatzUch ein Silan oder das bei der Hydrolyse des 
SUaiisentstehendeProdulrtoderProduktgemischenthalt , m 

45 X-(CH 2 ),-Si(R%OR^- n (I) 

worin Ri und R> untereinander gleich oder verschieden «^*«S^ ' * ' 
odeTfur Arylreste mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen stehen undXfur emender Reste 
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steht, wobei R 3 fur Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen, einen Carbonsaurerest mit 1 bis 9 30 
Kohlenstoffatomen oder einen a us diesem Carbonsaurerest und dem an R 3 gebundenen 

O 

II I 
HO — C — CH-Rest 

gebildeten Carbonsaureanhydridring steht, 

R 4 fur einen Alkylrest mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen oder einen Arylrest mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen steht, 

R 5 fur Wasserstoff, einen Alkylrest rait 1 bis 9 Kohlenstoffatomen oder einen Arylrest mit 6 bis 12 Kohlenstoff- 40 

atomen oder einen Benzylrest steht, 

Z fur Wasserstoff oder ein AlkalimetaU, 

Ar fur einen Aryienrest mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen, 

Hal fur Chlor oder Brom, 

A 9 fur ein einwertiges anorganisches Anion, wie z. B. Halogenid, wie Cl e und Br®, oder HSO4 0 , 45 
5 fur eine ganze Zahl von L bis 6, 
yfUr eine ganze Zahl von 1 bis 4 und 
/? = 0, loder2 

stehen, oder die bei der Hydrolyse dieser Siiane entstehenden Produkte oder Produktgemische. 

Die erfindungsgemaBen Aufzeichnungsschichten enthalten das Silan oder das bei der Hydrolyse eines Silans 50 
entstehende Produkt oder Produktgemisch im aflgemeinen in einer Konzentration von 0,01 bis 10%, vorzugs- 
weise von 0,05 bis 5%, bezogen auf das Trockengewicht der Aufzeichnungsschicht 

Beispiele fur bevorzugte Siiane sind 
(2-TripropoxysUylemyl)^boiisaure,(3-Tri^ 

(4-Tripropoxysilylbu^l)carbonsaure sowie deren Methyl-, Ethyl-, Propyl- und Butylester, 55 
(3-TriemoxysUylpropyl)bernsteins^ 

GlyddoxypropyItrimemoxysUan,GlycidoXypropyltriemoxysUan, 

(2-Trmiethoxysilylemyl)phosphonsauredimethylester,(3-Trieraoxv^ und 
-phosphorisa^edieraylester,(Trimemoxy^ 

(3-TrimethoxysUylpropyl)phosphonsauredichlorid,(3-Trimetho^ 60 
2-(4-CWorosulfonylphenyl)emyltrmiethoxysilan, 2^4-Sulfonylphenyl)emyltrimethoxysilan, 
(3-Trimethoxysilylpropyl)sWonsaurecUorid,(3-Trimetho 

(3-Trimethoxysilylpropyl)acrylat und -methacrylat, (3-Trimemoxysily^ropyI)ethylendiamin und 
[(3-Trimethoxysflylpropylannno)ethy^ sowie deren Hydroryseprodukte. 

65 

Besonders bevorzugte Siiane sind 
(3-TrunethoxysUylethyOphosphonsauredimethylester und -diethylester, 
(3-Trieraoxysuylprop^)benisteu^ 
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25 



30 



GlTCidoxypropyltrie^^ 1V . 

(3.Trimetho3grsilylpropyl)ethylendiamin und [(3-Trimemoxysilylpropylain^^^ 

sowie deren Hydrolyseprodukte. 

5 Zu den anderen Komponenten des erfindungsgemafi einzusetzenden Gemisches ist im einzelnen folgendes 
auszufuhren: 

a) Als in Wasser unlosliche, in waSrig-alkalischen Losungen jedoch losliche oder zumindest dispergierbare 
polymere Bindemittel kommen carboxylgruppenhaltige oder Carbonsaureanhydrid-Gruppen enthaltende 

io Copolymerisate in Betracht, wie z. B. StyrolAlaleinsaureanhydrid-Copolymerisate, Styrol/Maieiiisaurehal- 
bester-Copolymerisate, AlkyI(mem)acrylat/(Meth)^^^ Copolymerisate aus Styrol, 

Alkyl(meth)acrylaten und (Meth)acrylsaure sowie gegebenenfalls anderen Monomeren (vgl. u. a. DE-B 
20 27 467, DE-A 22 05 146, EP-A 49 504 oder DE-A 27 36 058) oder Copolymerisate, die Acrylsaure und/ 
oder Methacrylsaure, hydrophobe Comonomere und N-Vinylamide einpolymerisiert enthalten, wie sne 
15 beispielsweise in DE-A 34 47 356 beschrieben sind. Derartige Copolymerisate konnen beispielsweise 10 bis 

50 Gew.-% eines Vinylamids, wie z. B. N-Tinylformamid, N-Vmylacetamid, N-Vinyl-N-Methylacetamid 
oder N-Vmyllactame, wie N-Vmylpyrxolidon und/oder N-Vmyicaprolactam, 5 bis 30 Gew.-% Acrylsaure 
und/oder Methacrylsaure sowie 30 bis 80 Gew.-% mindestens eines hydrophoben Comonomeren, welches 
als solches in Wasser und waflrig-alkalischen Losungen unlosliche Homopolymerisate bildet, einpolymen- 
20 siert enthalten. . • b 

Als Beispiele fur die letztgenannten hydrophoben Comonomeren seien genannt: Vinylaromaten, wie z. 
Styrol, substituierte Styrole, die in der Seitenkette oder im Kern beispielsweise durch Alkylgruppen oder 
Halogenatome substituiert sind, wie a-MethylstyroI, p-Methylstyrol und dergleichen, Vinylacetat sowie die 
Ester der Acrylsaure und Methacrylsaure, insbesondere die Acrylate und Methacrylate von geradkettigen 
oder verzweigten Monoalkanolen, vorzugsweise mit 1 bis 4 C-Atomen, wobei hierunter unter anderem das 
Methylmethacrylat besonders gunstig ist Das Copolymerisat kann ein oder mehrere der hydrophoben 
Comonomeren einpolymerisiert enthalten, wobei der Anteil der hydrophoben Comonomer-Einheiten in 
dem Copolymerisat 30 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 40 bis 70 Gew.-%, bezogen auf das Copolymerisat, 
betragen kann. c . , 

Beispiele fur Copolymerisate fur den Einsatz als polymeres Bindemittel in den Hchtempfindlichen Aufzeich- 
nungsschichten sind u. a. N-VmylIacAam/(Meth)acrylsaure/Methylmethacrykt-Copolymem oder N-Yi- 
nyUactani/(Mem)acrylsaure/Styrol-Ctopolymerisate. In einer typischen Ausfuhrungsform konnen diese Co- 
polymerisate die Comonomeren beispielsweise in Mengen von 25 bis 35 Gew.-% an N-Tmylcaprolactam 
und/oder N-VinylpyrroIidon,5 bis 15 Gew.-% an (Meth)acrylsaure und 55 bis 65 Gew.-°/o an den hydropho- 
35 ben Comonomeren, jeweils bezogen auf das Copolymerisat, einpolymerisiert enthalten. 

Beispiele fur weitere geeignete polymere Bindemittel (a) sind StyroI(Meth)acrykaure/Methylmethacrylat/ 
Ethylacrylat-Copolymerisate, die z. B. 10 bis 40% Styrol, 20 bis 30% Methacrylsaure, 5 bis 50% Methylme- 
thacrylat und 0 bis 50% Ethylacrylat einpolymerisiert enthalten. 

Die Comonomeren fur die einzusetzenden Copolymerisate (a) werden nach Art und Menge m dem vorste- 
hend angegebenen allgemeinen Rahmen so ausgewahlt, daB die Copolymerisate filmbildend smd und die an 
sie gesteUten Forderungen bezughch ihrer LosUchkeit bzw. Dispergierbarkeit erfuUen. GegebenenfaUs 
konnen auch Gemische geeigneter carboxylgruppenhaltiger Copolymerisate eingesetzt werden. 
Die als polymeres Bindemittel einzusetzenden Copolymerisate kdnnen nach den an sich bekannten und 
ublichen Polymerisationsmethoden durch Copolymerisation der Comonomeren, beispielsweise in Losung, 
hergestellt werden. Fur die Losungspolymerisation eignen sich z. B. niedere Alkanole, Ketone, Ester und 
ahnhche, wie Methanol, Aceton, Methylethylketon, Ethylacetat eta, als LosungsmitteL Als Polymensations- 
initiatoren kommen die ublichen radikalischen Starter, wie beispielsweise Azobisisobutyromtril, Benzoylp- 
eroxid und dergleichen in Betracht m , . 

Das polymere Bindemittel (a) ist in der Uchtempfindlichen Aufzeichnungsschicht un allgememen m emer 
Menge von 1 bis 90%, vorzugsweise 20 bis 70 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Aufzeichnungs- 
schicht, enthaltea . , , . _ . tl 
Neben dem polymeren Bindemittel (a) enthalt die KchtempfindHche Aufzeichnungsschicht im allgemeinen 
mindestens eine ethylenisch ungesattigte, photopolymerisierbare Verbindung (b), mindestens emen Photo- 
polymerisationsinitiator bzw. ein Photopolymerisationsinitiatorsystem (c) sowie gegebenenfalls weitere 
Zusatz- und/oder Hilfsstoffe (d) zur Verbesserung und/oder Modifizierung der allgemeinen Eigenschaften 
der Iichtempfindlichen Aufzeichnungselemente oder Resistmuster. 

b) Als photopolymerisierbare organische monomere Verbindungen mit mindestens einer ethylenisch unge- 
sattigten Doppelbindung kommen die ublichen ethylenisch ungesattigten photopolymerisierbaren Mono- 
meren in Betracht, vorzugsweise solche mit Siedepunkten uber 100° C und Molekulargewichten < 1000. 

60 Diese Monomeren konnen teilweise durch eine oder mehrere oligomere Verbindungen mit mindestens 

einer ethylenisch ungesattigten Doppelbindung ersetzt sein, wobei die Molekulargewichte dieser Ohgome- 
ren im aUgemeinen im Bereich zwischen 1000 und 10 000, vorzugsweise zwischen 1500 und 6000, liegen 

kdnnen. . . 

Die photopolymerisierbaren Monomeren und Oligomeren konnen dabei sowohl mono- als auch polyftjnk- 
65 tioneU sein, d. h. eine oder mehrere photopolymerisierbare, ethyienische Doppelbindungen besitzen. Ubh- 
cherweise sind in der photopolymerisierbaren Aufzeichnungsschicht bi- oder mehrfunktionelle ethylenisch 
ungesattigte, photopolymerisierbare Verbindungen allein oder Mischungen hiervon mit einem untergeord- 
neten Anteil an monofunktionellen ethylenisch ungesattigten, photopolymerisierbaren Verbindungen ent- 
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halten. 

Als Vertreter fur die photopolymerisierbaren Monomeren seien insbesondere die Derivate der (Meth)acryl- 
saure und ganz besonders die (Meth)acrylsaureester genannt Beispiele hierfQr sind die Di- und 
Tri(meth)acrylate von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol oder Polyethylenglykolen mit ei- 
nem Molekulargewicht bis etwa 500, 1,2-Propandiol, 1,3-Propandiol, Poiypropylenglykolen mit einem Mole- 5 
kulargewicht bis etwa 500, 1,4-Butandiol, l^lrTrimethylolpropan, 2,2-Dimethylpropandiol, Glycerin oder 
Pentaerythrit; Pentaerythrittetra(meth)acrylat, Glucosetri- oder tetra^mettyacrylat, ferner die Monoacry- 
Iate und Monomethacrylate der genannten Diole und Polyole, wie z. B. Ethylenglykol-, Di-, Tri- oder 
Tetraethylenglykolmono(meth)acrylat, Propandiol-mono(meth)acrylat und Butandiol-mono(meth)acrylat 
und die(Meth)acrylate von Monoalkanolen, insbesondere von solchen mit 1 bis 20 C-Atomen. Neben den 10 
bevorzugten Acrylaten und Methacrylaten der vorstehend genannten Art seien als photopolymerisierbare 
Monomere auch die Allyl- Verbindungen und andere Vinyl-Verbindungen genannt, wie z. B. N-Vinylpyrroli- 
don, N-Vinylcaprolactam, Vinylacetat, Vinylpropionat, (Meth)acrylamid, N-Methylol-(meth)acrylamid, der 
Bisether des Ethylenglykols und N-Methylol-(meth)acrylamids, Vinylcarbamate, Bisacrylamidoessigsaure, 
Glyoxalbisamid und andere. 15 
Geeignete ethylenisch ungesattigte, photopolymerisierbare Verbindungen fur die erfindungsgemaBen licht- 
empfindlichen Aufzeichnungsschichten sind auch die monomeren Urethanacrylate bzw. -methacrylate mit 
zwei Oder mehr Acrylol- und/oder Methacrylol-Gruppen. Solche monomeren Urethan(meth)acrylate kon- 
nen beispielsweise erhalten werden durch Umsetzung von aliphatischen Di- oder Polyolen mit organischen 
Diisocyanaten in einem Aquivalentverhaltnis OH : NCO von etwa 1 : 2 und anschlieBende Umsetzung der 20 
freien Isocyanatgruppen des erhaltenen Reaktionsproduktes mit geeigneten Acryloyl- und/oder Methacry- 
loyl- Verbindungen, beispielsweise Hydroxy alkyl-(meth)acrylaten. Als aliphatische Di- oder Polyole kom- 
men unter anderem die vorstehend im Zusammenhang mit den Di- und Tri(meth)acrylaten genannten Di- 
und Polyhydroxy- Verbindungen in Betracht; als Beispiele fur organische Diisocyanate seien Hexamethylen- 
diisocyanat, Toluylendiisocyanat, Isophorondiisocyanat und ahnliche genannt; HydroxyalkyI(meth)acrylate 25 
sind beispielsweise HydroxyethyKmethJacrylat, Propandiol-mono(meth)-acrylat oder Butandiol-mo- 
no(meth)acrylat Ebenso geeignet und vorteilhaft sind Monomere mit zwei oder mehr Acryloyl- und/oder 
Methacryloyl-Gruppen, wie sie beispielsweise erhalten werden konnen durch Umsetzung von Di- oder 
Poiyglycidylverbindungen mit Acrylsaure und/oder Methacrylsaure. Als Di- und Polyglycidylverbindungen 
konunen hier insbesondere die Di- und Polyglycidylether mehrwertiger Phenole, beispielsweise des Bisphe- 30 
nols A oder der Substitutionsprodukte von Bisphenol A, in Betracht Beispielhaft fur solche Acryloyl- 
und/oder Methacryloyl-Gruppen enthaltenden Monomeren seien die Umsetzungsprodukte des Bisphenol 
A-bisglycidylethers mit Acryl- und/oder Methacrylsaure im molaren Verhaltnis von etwa 1 : 2 hervorgeho- 
ben. » 

Als vorteilhaft fur die Herstellurig von Resistmustern hat es sich erwiesen, wenn die lichtempfindlichen 35 
Aufzeichnungsschichten als photopolymerisierbare Verbihdung Oligomere mit 2 oder vorzugsweise mehr 
als 2 Acryloyl- und/oder Methacryloyl-Gruppen enthalten. Hierbei kann es sich beispielsweise um Acryloyl- 
und/oder Methacryloyl-Gruppen enthaltende oligomere Urethan-Harze oder um solche auf Basis von Di- 
oder Polyepoxiden handeln, wie sie als solche bekannt und in der Uteratur beschrieben sind, wie z. B. solche 
Oligomeren, die neben den Acryloyl- und/oder Methacryloyl-Gruppen zusatzlich noch freie Carboxylgrup- 40 
pen im Moiekul enthalten. Die Oligomeren konnen so Saurezahlen im Bereich von 50 bis 150 mg KOH/g 
aufweisen. Geeignete photopolymerisierbare Oligomere dieser Art sind z. B. in der DE-A-24 42 527, der 
DE-C 25 57 408 oder auch der DE-A-29 17 483 beschrieben. Weitere photopolymerisierbare Oligomere 
kdnnen beispielsweise hergestellt werden, indem man die Hydroxylgruppen einer Acryloyl- und/oder 
Methacryloyl-Gruppen enthaltenden Diol- oder Polyol-Verbindungen derart mit mehrfachen Carbonsau- 45 
ren oder deren Derivaten, insbesondere cyclischen Carbonsaureanhydriden, umsetzt, daB sich die sauren 
Teilester der mehrfachen Carbonsauren bilden, und anschlieBend eiiien Teil der freien Carboxylgruppen des 
so erhaltenen Reaktionsprodukts unter Kettenverlangerung sowie gegebenenfalls Verzweigung mit Di- 
und/oder Polyepoxiden umsetzt Die Acryloyl- und/oder Methacryloyl-Gruppen enthaltenden Diol- oder 
Polyol-Verbindungen, die als Ausgangsprodukt fur die Herstellung solcher Oligomeren dienen, werden 50 
zweckmaBigerweise hergestellt, indem man Di- oder Polyepoxid- Verbindungen, wie z. B. Di- oder Polygly- 
cidylether bzw. Di- oder Polyglycidylester mit Acrylsaure urid/oder Methacrylsaure im Aquivalentverhalt- 
nis Glycidyl-Gruppen : COOH-Gruppen von etwa 1 : 1 umsetzt Die Di- oder Polyepoxid-Verbindungen 
konnen dabei auch beispielsweise vor oder wahrend der Umsetzung mit der (Meth)acrylsaure durch 
Umsetzung mit Dicarbonsauren vorverlangert werden. Bespielhaft und stellvertretend fQr Oligomere der 55 
letztgenannten Art seien die Produkte gekannt, wie sie erhaltlich sind durch Umsetzung von Bisphenol 
A-bisglycidylether mit Acryl- und/oder Methacrylsaure bzw. mit einem Gemisch aus etwa 30 bis 70 Mol-% 
einer Dicarbonsaure, beispielsweise Adipinsaure, und etwa 30 bis 70 Mol-% Acryl- und/oder Methacrylsau- 
re im Aquivalentverhaltnis Glycidyl-Gruppen : Gesamt— COOH von etwa 1 : 1. Umsetzung der Hydroxyl- 
Gruppen des so erhaltenen Reaktionsproduktes mit einem cyclischen Dicarbonsaure anhydrid, beispielswei- 60 
se Phthalsaureanhydrid, gegebenenfalls in Mischung mit einem untergeordneten Anteil des Anhydrids einer 
anderen mehrfachen Carbonsaure, z. B. Trimellithsaureanhydrid, im Aquivalentverhaltnis OH-Grup- 
pen ; Anhydrid-Gruppen von etwa 1 : 1 unter Bildung der sauren Teilester der mehrfachen Carbonsauren 
und schlieBlich Umsetzung eines Teils der freien Carboxyl-Gruppen des so erhaltenen Reaktionsproduktes 
mit einem Di- und/oder Polyglycidylether, beispielsweise Bisphenol A-bisglycidylether oder Pentaerythrit- 65 
trigtycidylether, im Aquivalentverhaltnis COOH-Gruppen : Glycidyl-Gruppen von groBer 1 : 1, vorzugs- 
weise im Bereich von etwa 1,15 : 1 bis 5 : 1. Derartige Oligomere sind beispielsweise in DE-A-34 47 355 
beschrieben. 
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Die ethyleniscfa ungesattigten, photopolymerisierbaren Monomeren und deren Gemische mit Oligomeren 
werden dabd - Mr den FacLann selbstverstandlich - so gewahlt daB s.e mit den als poymerem 
BuStteUa) eingesetzten Copolymerisaten vertraglich sind. Das Mengenverhaltn. vo, 
Bmdemittel(a)zud5i ethyleniscfa ungesattigten, photopolymerisierbaren Verbmdu^ 
findlichen Aufeeichnungsschicht kann in weiten Grenzen variiert werden und beispielswe.se imBereKh von 
1 :99 bis 90 : 10 liegen (?). Ein niedriger Anteil an polymerem Bindemittel. beispielsweise im Bereich von 
etwa 1 bis 35 Gew -°/o bezogen auf die photopolymerisierbare Aufeeichnungsschicht, kommt insbesondere 

photopolymerisierbare Verbindiing em hoher Anteil, beispielsweise40Gew. ; ^ 

re mehr alsetwa 45 Gew.-o/o, bezogen auf die photopolymerisierbare ^f 3 !^^'^^ 
mehreren, mehr als zwei Acryloyl- und/oder Methacryloyl-Gruppen sowie freie Carboxyl-Gruppen enthal- 

S^S^^iStoSLhtempBiidndim Aufeeichnungsschichten kommen die fur UchtempfindU- 
ietphdCoSeSrbare AufzeichnXmgsmaterialien ublichen und an sich bekannten V**"**™ 
bzw PhotoinWatorsysteme in Betracht Beispielhaft seien hierfur genannt: Benzom, Beiizomeme^ msbe- 
sondere Benzoinalkylether, substituierte Benzoine, Alkylether von substttmerten Benzomen, wie : z. B. 
L Methylbenzoinalkylether oder a-Hydroxymethylbenzoiiialkylether; Benzde, Benzdketale in. besondere 
LStoethylkeMBenzilmethylethylketal oder Benzilmemylbei^yncetal; die als Photoimdator ^bek^n- 
ten und wirksamen Acylphosphinoxid-Verbindungen, wie z. B. 2,4,6-Trnnemylbenzoyld.arylphos^ 
Benzophenon, Derivate des Benzophenons, 4^Dime*ylammobenzophenon, Denvate von Mahler's Ke- 
ton; Anthrachinon und substituierte Anthrachinone; arylsubstituierte Imidazole oder deren Denvate wie 
^B ^-TriaryHmidazoldimere; Thioxanthonderivate und die als Photomitiatoren wuksamen Acndm- 
oder Phenacin-Derivate. Beispiele fur Initiatorsysteme sind Kombinattonen der genannter, i Inrtiatoren mit 
SeSSLr^mgshilfsmitteln oder Aktivatoren, wie insbesondere tertiaren Ammen. T^ische Beispjele fur 
Sche InitiatoSsteme sind Kombinationen aus Benzophenon oder Benzophenon-Denvaten mit tertiaren 
Aminen, wie Trfethanolamin oder Michler-s Keton; oder Gemische am 

^ercaptobenzochinazol oder den Leukobasen von Triphenylmemanfarbstoffen. Die ^Auswahl dergeejg- 
neten Photoinitiatoren bzw. Photoinitiator-Systeme ist dem Fachmann gelaufig Die PhotomiUatoren ibzw. 
Photoinitiatorsysteme sind in der lichtempfindlichen Aufeeichnungsschicht im allgemeinen m Mengen von 
005bis5Gew.-%,bezogenaufdielichtemprmdUcheAufzeichnungsschicht,enthalteiL . 
- d) Ab wekere Zusatz- und/oder Hilfsstoffe (d), die in der erfindungsgemaBen Uchtempfindhchen Aufzeich- 
nin^cWcht enthalten sein konnen, kommen z. B. thermische P^ n ^^ ltor ^^^ ™* 
odef Pigmente, photochrome Verbindungen bzw. Systeme, sensitomettische Reglei v Weichmacher/Ver- 
kurfshilfsmittetMattierungs- oder Gleitmittelund dergleichen in Betracht Geeignete thermische Polymen- 
iaSSShSren sind A Hydrochinon, HydrocMnon-Derivate ^ 

N-Nitrosoamine, wie N-Nitrosodiphenylamin oder die Salze des N-NitrosocyclohexyUiydroxylamms^ Bei- 
spiele fur Farbstoffe und/oder Pigmente, die sowohl als Kontrastmittel ds auch ^^^^rto ?r ? 
kSnnen, sind u. a. Brilliant Green Dye (CI. 42040), Tiktoria-Reinblau FGA, Viktona-R einblau BO (CL 
42 595) Viktoria-BIau B (C. L 44 045), Rhodamin 6 G (C L 45 160 , Triphenylmemanfarbstoffe, Naphthah- 
SSSrizosole und 3^Phenyt7-dimethylannn^^ 

steme, die bei Belichtung mit aktinischem Licht reversibel oder irreversibel ihre Farbe andem ■ °hne toerbei 
den PhotopoIymerisationsprozeB zu storen, sind z, B. Leukofarbstoffe zusammen mit g ^g™*en Akavato- 
ren. Als Befcpiele fur Leukofarbstoffe seien die Leukobasen der Tnphenylmethanf arbstoff e, wie K""rtfe»- 
lett-Leukobase und Malachitgrun-Leukobase, Leuko-Basischblau Leuko-P^arosamli^ Leukc^Patenfclau 
A oder V genannt; ferner kommt auch Rhodamin B-Base in Betracht. Als Aktivatoren fur diese photochro- 
me^ Vermndungen kommen u. a. organische Halogenverbindungen die bei Behchtung nut ^aktunschem 
Licht Halogenradikale abspalten, oder Hexaarylbisimidazole in Betracht Zu den sensrtometnschen Regtern 
gdioren vlrbindungen wie z. B. 9-Nitroanthracen, lO.lO'-Bisanthron, P^nazmium- Phenoxazmnmi^ Acn- 
Inium- oder Phenothiazinium-Farbstoffe, insbesondere in Kombination mit milden Redukttonsmitteln, 
13-Dinitrobenzole und ahnHche. Als Weichmacher konnen die an sich bekannten und ublichen niedermole- 
kdaSXSnmolekularen Ester, wie Phthalate oder Adipate, Toluolsdfonamid I oder Tn^gos^- 
phat dienen. Die Zusatz- und/oder Hilfsstoffe sind in den photopolymerisierbaren Aufeeichnimgsschichten 
I den fur diese Stoffe ttbhchen und bekannten wirksamen Mengen vorhanden. Ihre Menge ^Mmi 
allgemeinen 30 Gew.-%, vorzugsweise 20 Gew.-%, bezogen auf die hchtempfindUche Aufeeichnungs- 
schicht, nicht uberschreiten. 

Das Mischungsverhaltnis, in dem die einzelnen Komponenten in dei ■ lichtempfindlichen • A^^V"^* 1 
enthalten sind, wird im allgemeinen so gewahlt daB diese Aufeeichnungsschicht ^nicht nur ^-^ch 
entwickelbar, sondern vorteilhafterweise auch bei Raumtemperatur fest und mc^ht klebng ist und gute ^FdmM- 
dunBseigens^aftenbesitztFurdenEmsatzdererfmdmgsgemaBenUchtem^ 

als Photoresistfilm wird die Zusammensetzung darQber hinaus so gewahlt daB die hchtempfindhche Aufeeich- 
nungsschicht gut laminierbar und unter Anwendung von Druck some gegebenenfaUs Warme ad em Subset 
uberttagbar is\ fur die Herstellung von Resistmustern werden ublicherweise Schichtdicken der hchtempfindh- 
chenAufeeichnungsschichtimBereichvonetwalbis50umeingesteUt 

Die Uchtempfindliche Aufeeichnungsschicht kann zum Beispiel aus emer homogenen, filmbddenden und in 
wiBrig-alkalischen Losungen Idslichen oder zumindest dispergierbaren Mischung von 

a) 40 bis 90 Gew.-% mindestens eines N-Yinylamid-Copolymerisats der vorstehend genannten Art als 
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polymerem Bindemittel, 

b) 8 bis 55 Gew.-% mindestens eines ethylenisch ungesattigten, photopolymerisierbaren, mit dem bzw. den 
polymeren Bindemitteln vertraglichen Monomeren, bei hohen Monomer-Gehalten gegebenenfalls auch in 
Mischung zusammen mit einer untergeordneten Menge an einem oder mehreren, vertraglichen, photopoly- 
merisierbaren Oiigomeren, 5 

c) 0,05 bis 5 Gew.-% mindestens eines Photopolymerisationsinitiators sowie 

d) 0 bis 30 Gew.-°/o, vorzugsweise 0,05 bis 20 Gew.-°/o, an weiteren, die allgemeinen Eigenschaften der 
Aufzeichnungselemente bzw. der hieraus hergestellten Druckformen oder Resistmuster verbessernden 
bzw. modifizierenden Zusatz- und/oder Hilfsstoffen 

10 

wobei dieses Gemisch erfindungsgemaB zusatziich 0,01 bis 10, insbesondere 0,05 bis 5 Gew.-°/o eines Silans der 
allgemeinen Formel (I) oder das bei der Hydrolyse des Silans entstehende Produkt enthalt 

Die Silan-haltigen lichtempfindlichen Aufzeichnungsschichten kdnnen auch weniger als 40 Gew.-%, bezogen 
auf die photopolymerisierbare Aufzeichnungsschicht, des oder der polymeren Bindemittel (a) enthalten, wenn sie 
neben Photoinitiator sowie gegebenenfalls weiteren Zusatz- und/oder Hilfsstoffen, mindestens 40 Gew.-°/o, 15 
vorzugsweise 45 bis 75 Gew.-%, bezogen auf die photopolymerisierbare Aufzeichnungsschicht, an einem oder 
mehreren, in waBrig-alkalischen Losungen loslichen oder zumindest dispergierbaren Oiigomeren mit mehr als 
zwei ethylenischen, photopolymerisierbaren Doppelbinduiigen, insbesondere Acryloyl- und/oder Methacryloyl- 
Gruppen, sowie vorzugsweise freien Carboxyl-Gruppen und mit einem mittleren Molekulargewicht (Zahlenmit- 
tel) im Bereich von etwa 1000 bis 10 000 und photopolymerisierbare Monomere, insbesondere in einer Menge 20 
von etwa 1 bis 30 Gew .-%, vorzugsweise von etwa 10 bis 25 Gew.-%, bezogen, auf die photopolymerisierbare 
Aufzeichnungsschicht, enthalten. Solche photopolymerisierbaren Aufzeichnungsschichten mit einem relativ 
geringen Anteil an polymeren Bindemittel eignen sich insbesondere far dunne Schichten, wie sie beispielsweise 
bei der Herstellung von Resistmustern und Photoresistfllmen zur Anwendung kommen. 

Fur Photoresistfilme und Schichtiibertragungsmaterialien finden als Tragermaterialien vorzugsweise Kunst- 25 
stoff-Filme oder -Folien, insbesondere Polyester-Folien, Verwendung, die eine maBige Haftung zu der lichtemp- 
findlichen Aufzeichnungsschicht haben und nach dem Auflaminieren bzw. Aufkaschieren der photopolymerisier- 
baren Aufzeichnungsschicht auf ein Substrat von dieser — vor oder nach der Belichtung mit aktinischem Licht 
— abgezogen werden konnen. Fur die Herstellung von Resistmustern kann* die lichtempfindliche Aufzeich- 
nungsschicht auch direkt auf das zu schiitzende sowie gegebenenfalls dauerhaft zu modifizierende Substrat 30 
aufgebracht werden, welches dann als Trager fur die lichtempfindliche Aufzeichnungsschicht fungiert Als 
Substrate fur Photoresistschichten kommen beispielsweise Kupferbieche, kupferkaschierte Basismaterialien, 
Keramiksubstrate, die mit metallischen oder metalloxidischen Schichten beschichtet sind, Halbleiterelemente, 
Silicium- Wafer und dgl in Betracht Die Tragermaterialien fur die lichtempfindlichen Aufzeichnungsschichten 
konnen gegebenenfalls in an sich bekannter Weise, z. B. mechanisch, chemisch, elektrochemisch und/oder durch 35 
Versehen mit einer Haftgrundierung, vorbehandelt sein. GleichermaBen konnen zwischen lichtempfindlicher 
Aufzeichnungsschicht und Trager auch noch eine oder mehrere Zwischenschichten angeordnet sein. 

Bei Photoresistfllmen und Schichtubertragungsmaterialien kann eine solche Zwischenschicht zwischen licht- 
empfindlicher Aufzeichnungsschicht und dem abziehbaren, temporaren Schichttrager das Abziehen des Schicht- 
tragers nach dem Auflaminieren bzw. Aufkaschieren der lichtempfindlichen Aufzeichnungsschicht auf das 40 
Substrat erleichtern und/oder als Sauerstoffsperrschicht nach dem Abziehen des Schichttragers dienen. 

Ebenso kann auf der dem Trager abgewandten Oberflache der lichtempfinlichen Aufzeichnungsschicht auch 
noch eine Deckschicht oder Deckfolie angeordnet sein, die vorzugsweise in dem gleichen Entwickler-Losungs- 
mittel loslich ist wie die lichtempfindliche Aufzeichnungsschicht, oder von dieser abziehbar ist Diese Deck- 
schicht bzw. Deckfolie dient vor allem dem Schutz der lichtempfindlichen Aufzeichnungsschicht bei der Lage- 45 
rung und Handhabung der lichtempfindlichen Aufzeichnungselemente und gegebenenfalls auch als Sauerstoff- 
sperre fur die photopolymerisierbare Aufzeichnungsschicht Als besonders geeignet haben sich z. B. Deckschich- 
ten aus Polyvinylalkoholen oder Polyvinylalkohol-Derivaten bzw. — insbesondere bei Photoresistfllmen — 
Deckfolien aus Polyolefinen, wie z. B. Polyethylen oder Polypropylen, erwiesen 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Aufzeichnungselemente kann in an sich bekann- 50 
ter und ublicher Weise durch Herstellung einer homogenen Mischung der die lichtempfindliche Aufzeichnungs- 
schicht bildenden Komponenten und schichtf ormiges Aufbringen dieser Mischung auf den — gegebenenfalls mit 
einer Zwischenschicht versehenen — Trager erfolgen. Beispielsweise kann man die Komponenten der lichtemp- 
findlichen. Aufzeichnungsschicht rein mechanisch in einer geeigneten Mischvorrichtung, z. B. einem Mischer 
oder Extruder, homogen vermischen und diese Mischung, beispielsweise durch Extrudieren, Kalandrieren oder 55 
Pressen, zu einer Schicht der gewunschten Dicke formen, die dann auf den Trager auflaminiert bzw. aufkaschiert 
wird Vorteilhafterweise werden die lichtempfindlichen Aufzeichnungselemente jedoch hergestellt, indem man 
die Komponenten der lichtempfindlichen Aufzeichnungsschicht in einem geeigneten Losungsmittel oder Lo- 
sungsmittelgemisch lost und diese Ldsung durch GieBen, Tauchen, Spriihen oder andere bekannte Auftragstech- 
niken in der gewunschten Schichtstarke auf den Trager aufbringl AnschlieBend wird das Losungsmittel in 60 
ublicher Weise entf ernt und die lichtempfindliche Aufzeichnungsschicht getrocknet Geeignete Losungsmittel 
ffir das Mischen der Komponenten und Aufbringen der lichtempfindlichen Aufzeichnungsschicht auf den Trager 
sind u. a. niedere Alkohole, Ketone oder Ester, wie z. B. Methanol, Aceton, Methyiethylketon, Ethyiacetat und 
ahnliche, sowie Mischungen hiervon. AnschlieBend kann auf die lichtempfindliche Aufzeichnungsschicht ge- 
wunschtenf alls noch die Deckschicht oder Deckfolie aufgebracht werden. 65 

Die erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Aufzeichnungselemente eignen sich in vorteQhafter Weise fur die 
Herstellung von Druckformen oder Resistmustern nach den hierfQr an sich bekannten und ublichen Verfahren. 
Hierzu wird die lichtempfindliche Aufzeichnungsschicht — bei Photoresistfilmen und Schichtubertragungsmate- 
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riaUen nach der Schichtfibemagung auf das zuschuto^^ 

wobei sicb hierffir die flbUchen LichtqueUen von aktinischem Iicht, wie beispielsweise UV-nuoreszenzrohren. 
QuecksUberhoch-, -mittel- oder -niederdruckstrahler, superaktinische LeucbtetoffrShren, Xenon-Impulslampen, 
aber auch UV-Laser, Argonlaser und ahnUche, eignen. Die von den LichtqueUen emituerte WeUenlange soil im 
aUgemeinen zwischen 230 und 450 nm, bevorzugt zwischen 300 und 420 nm, hegen und insbesondere auf die 
Eigenabsorption des in der photopolymerisierbaren Aufzeichnungsschicht enthaltenen Photonutiators abge- 

SU dS die bildmaflige BeUchtung mit dem aktinischen Licht wird in den belichteten Bereichen der Aufzeich- 
nungsscbicht eine Photopolymerisation ausgelost, die zu einer Venetzung in den belichteten Schichtbereichen 
und damit zu einer LosUchkeitsdifferenzierung zwischen den belichteten und unbehchteten Schichtbereichen 
fuhrt Nach der bildmaBigen BeUchtung wird die Druckfonn bzw. das Resistmuster durch Auswaschen der 
unbeUchteten, unvernetzten Bereiche der Aufzeichnungsschicht mit einer waBng-alkalischen Entwicklerlosung 
entwickelt Das Entwickeln kann durch Waschen, Spruhen, Reiben, Bursten etc. erfolgen. Die ernndungsgema- 
Ben Aufzeichnungselemente zeigen dabei einen groBen Entwicklungsspielraum und one sehr gennge Uber- 
waschempQndUchkeitAls Entwicklerlosungen kommen waBrig-alkalische LSsungen m Be&acht, AezurEinstel- 
Iung des gunstigsten pH-Wertes, im aUgemeinen im Bereich von 8 bis 14, vorzugsweise un Bereich von etwa 9 bis 
13, alkaUsch reagierende Substanzen, wie z. B. Borax, Dinatriumhydrogenphosphat, Soda, Alk^ydroade oder 
0 ^scheBaseawieDi-oderTriethanolaniminWassergel6st,enmaIteaDiewaBng-aUc^ 
sungen konnen auch Puffersalze, z. B. wasseriasUche Alkaliphosphate, -silikate, -borate, -acetate oder -benzoate 
enthaiten. Als wehere BestandteUe der Entwicklerlosungen konnen Netzmittel, vorzugsweise ^omsche Netz- 
mhteL und gegebenenfalls wasserlosliche Polymere, wie z.B. NatriumcarboxymethylreUulose, Polyvmylalkohol, 
Polynatriumacrylat und dergleichen, mitverwendet werden. Obwohl die erfindungsgemaBen Aufzeichnungsele- 
mente im aUgemeinen mit rein waBrig-aUcaHschen Entwicklerlosungen ausgewaschen werden, ist es selbstver- 
standHch grundsatzlich moglich, wenn auch nicht erforderUch, daB die waBng-alkahscheii i Entwicklerlosungen 
auch noch geringe ZusStze an wasserlesUchen organischen LSsungsmitteln, wie z. B. aliphauschen Alkoholen, 
Aceton oder Tetrahydrofuran, enthaiten. . rjm, 

Die erfindungsgemaBen UchtempfmdUchen Aufzeichnungselemente zeichnen sich durch ihre guten Behch- 
tungseigenschaften und gute Entwickelarbeit in waBrig-alkaUschen Entwicklerldsungen aus, wodurch es moghch 
ist, auch sehr feine Bildelemente vorlagengetreu und sicher zu reproduzieren. Besonders hervorzuheben ist, daB 
die erfindungsgemaBen lichtempfindUchen Aufzeichnungsschichten auf metalhschen oder metaUondBc^hen Un- 
tergriinden eine hervorragende Haftung aufweisen und es bei der Entwicklung der bildmaBig belichteten 
Aufeeichnungsschicht nicht zur Ausbildung von Restschicht-Belagen in den ausgewaschenen Bereichen kommt 
Ferner beshzen die Aufzeichnungselemente im beUchteten, dh. photovernetzten Zustand, eine sehr hone 
Bestandigkeit gegenflber waBrigen Medien, wie sie beispielsweise bei der Verwendung von Druckformen oder 
Resistmustern zur Anwendung kommen. Die erfindungsgemaBen Uchtempfindhchen Aufzeichnungsmatenahen 
eignen sich grundsatzlich fur alle Anwendungsgebiete der Reprographic und optischen Informationsfixierung. 

Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele naher erliutert Die in den Beispielen genannten Telle 
und Prozente beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf das Gewicht 

HersteUung der SUan-Hydrolysate 
BeispielA 

(2-Trimethoxysaylethyl)phosphonsauredimethyIester wurde wie in US-A-37 80 127 bzw. US-A-38 16 530 be- 
schrieben in konzentrierter Salzsaure hydrolysiert Nach Entf ernen QberschQssiger Salzsaure wurde das erhalte- 
ne Produkt mit Wasser auf eine Konzentration von 40% verdOnnt 

BeispielB. 

7 0 TeHe (3-TriethoxysUylpropyl)bernsteinsaureanhydrid warden in 3 TeUen Wasser gelost und 1 Stunde bei 
Raumtemperatur geriihrt. Danach wurde mit Wasser auf eine Konzentration von50% verdunnt 

Beispiel 1 

E in Photoresistfilm wurde durch Mischen folgender Komponenten hergestellt: 
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(1 ) 50%ige Losung (in essigester) eines Oligomeren 80,00 g 
( = Umsetzungsprodukt aus Bisphenol A-diglycidylether (5 Teile), 

Adipinsaure (1,2 Teile), Acrylsaure (1 Teil) und Phthalsaureanhydrid 
(2,5 Teile)) 

(2) 28°/oige Losung (in Ace ton) eines Copolymeren aus 1 07,00 g 5 
Methylmethacrylat (60%), N-Vinylpyrrolidon (30%) und 

Methacrylsaure (10%) mit einem K-Wert (nach Filcentscher) von 40 

(3) Butandioldiacrylat 1 1 ,00 g 

(4) Trunethylolpropantriacrylat 12,00 g 

(5) Di-tert-butyl-p-kresol 0,10 g 10 

(6) Sicometpatentblau 80 E 131 0,05 g 

(7) Benzophenon 3,00 g 

(8) Michler*s Keton 0,15 g 

(9) Hexachlorxylol 3,00 g 

(10) Kristallviolett-Leukobase 0,50 g 15 

(1 1) Losung aus Beispiel A 2,50 g 

Die filtrierte Losung wurde so auf eine 23 \im dicke Polyesterfolie gegossen, daB nach dem Abliiften des 
Lpsungsmittels und Trocknen (3 min bei 80° C) eine Trockenschichtdicke von 35 \im resultierte. Die so herge- 20 
stellte photopolymerisierbare Resistschicht wurde bis zur Weiterverarbeitung dieses Photoresistfilms mit einer 
Polyethylenfolie abgedeckt Zur Prufung wurde die Polyethylenfolie entfernt, der Photoresist bei 80 bis 120°C 
auf ein kupferkaschiertes Leiterplattensubstrat auflaminiert und bildmaBig mit aktinischem Licht durch ein 
Negativ belichtet, das 250 um breite Linien im Abstand von 250 urn enthielt Die laminierten Platten wurden bei 
25° C im Gelblicht gelagert Nach vorher festgelegten Zeitraumen wurde von den zu prufenden Platten die 25 
Polyesterfolie entfernt und die unbelichteten Teile bei 30° C mit einer l%igen waBrigen Soda-Losung ausgewa- 
schen. Zur Prufung auf Restschicht wurden die Leiterplatten mit ammoniakalischer Kupf erchlorid-Losung unter 
standardisierten Bedingungen geatzt Bewertet wurde die Flache in %, bezogen auf die Gesamtflache der 
unbelichteten Schicht, die durch Atzen nicht entfernt werden konnte. Die laminierten Platten waren nach 1 
Wbche noch vollig frei von Restschicht Nach 2 Wochen waren erst 50% der Flache von Restschicht bedeckt 30 

Vergleichsbeispiei 

Zum Vergleich mit Beispiel 1 wurden Resistfllme analog zu Beispiel I hergestellt, wobei jedoch beim Herstel- 
len der Ansatzldsung das in Beispiel A erhaltene Hydrolyseprodukt des (2-Trimethoxysilylethyl)-phosphonsau- 35 
redimethylesters nicht zugesetzt wurde. Unter analogen Prufbedingungen wies diese Schicht bereits nach 3 
Tagen eine 100%ige Bedeckung mit Restschicht auf. 



Beispiele 2 bis 7 



3Tage 1 Woche 2Woche 



Die Proben der Beispiele 1 und 2 sowie des Vergleichsbeispiels wurden zusatzlich einem Zeitraffertest bei 
^)°C/70% reL Feuchte unterzogen. Nach 1 Tag wies das Vergleichsbeispiei 100% Restschicht auf, Beispiel 1 
20% Restschicht und Beispiel 2 35% Restschicht 



40 



Weitere Silane wurden auf ihre Wirksamkeit gepruft, indem Photoresistfllme analog zu Beispiel 1 hergestellt 
wurden, wobei jedoch statt des in Beispiel 1 verwendeten Hydrolyseprodukts des (3-Triraethoxysilylpro- 
pyl)-phosphonsauredimethylesters jeweils 0,1 g Glycidyloxypropyltriethoxysilan (Beispiel 2\ (3-Triethoxysilyi- 
propyl)bernsteinsaureanhydrid (Beispiel 3), (3-Trimethoxysilylpropyl)methacrylat (Beispiel 4), (3-Trimethoxysi- 
lylpropyl)ethylendiamin (Beispiel 5^ [(3-Trimeraoxysilylpropylarm (Beispiel 45 

6) bzw. 0,2 g der gemaB Beispiel B erhaltenen Losung des Hydrolyseprodukts von (3-Triethoxysilylpropyl)bem- 
steinsaureanhydrid (Beispiel 7) zugesetzt wurden. 

Die bei Gelblichtlagerung erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaBt 

Tabelle 1 50 
(Angaben in % Restschicht) 
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Vergleichsbeispiei 100% 100% 100% 

Beispiel 2 0% 0% 0% 

Beispiel 3 0% 0% 80% 

Beispiel 4 0% 0% 100% 60 

Beispiel 5 0% 0% 90% 

Beispiel 6 0% 0% 80<to 

Beispiel 7 0% 0% 70% 
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Patentanspruche 

1. Uchtempfindliche, negativ arbeitende, zur ttersteuung von Resistmustern geeignete, waBrig-alkalisch 

a) einem oder mehreren in Wasser unlSsIichen, in waBng-alkakschen Losungen jedoch loshchen oder 
zumindestdispergierbarennlmbadendenpoIymerenBmdenutteln, 

b) einer oder mehreren photopolymerisierbaren organischen monomeren Verbindungen mit minde- 
stens einer ethylenisch ungesattigten Doppelbindung oder einem Gemisch derartiger monomerer 
Verbindungen mit einer oder mehreren oligomeren Verbindungen nut mindestens emer ethylenisch 
ungesattigten Doppelbindung, 

c) einem Photoinitiator oder Photoinitiatorsystem und 

d) flblichenZusatz-undHilfsstoffen, . . _ , 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gemisch zusatzlich ein Silan oder das bei der Hydrolyse des Solans 
entstehendeProduktoderProduktgemischenthait . m - , c 
Z Iichtempfindliche Aufzeichnungsschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Silan minde- 
stens eine Verbindung der allgemeinen Formel (I) 

X-CCHzJy-S^MOR^-i, (0 

worin R 1 und R 2 untereinander gleich oder verschieden sind und fOr Alkylreste mit 1 bis 9 Kohlenstoffato- 



men 



oder fttr Arylreste mit 6 bis 12 Kohlenstoff atomen stehen und X fur einen der Reste 



OR 5 OR 1 O COOR s 

ZO— C — CH— R 4 0— C — CH— ZO— C— CH=C— 

O 
II 

c 

O COOR 5 / \ O 

|| | CH \ || 

R4 0 — C— CH=C— || O (R*OhP 

— C 

\ 

c 

II 

o 

o 

(Hal)jP— ZOjS— HalOjS— Z0 3 S— Ar— HalO z S— Ar— 

° | ' I ° v 

R*CH=CH— C— O— CH 2 =C— C — O— R S CH-CH— CH 2 — O — 

R S NH— (CH^NH— oder [R 5 NH 2 — (CHJ ,NH»— ] A e 

steht, wobei R 3 fur Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen, einen Carbonsaurerest mit 1 
bis 9 Kohlenstoffatomen oder einen aus diesem Carbonsaurerest und dem an R 3 gebundenen 

O 

II I 
HO — C — CH-Rest 

gebildetenCarbonsaureanhydridring steht, ym-**^****-* 
h fur einen Alkylrest mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen oder emen Arylrest mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen 

R* h mr Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 9 Kohlenstoffatomen oder einen Arylrest mit 6 bis 12 

Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest steht 

Z fur Wasserstoff oder ein Alkalimetall, 

At fur einen Arylenrest mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen, 

Hal fur Chlor oder Brom, 

A e fur ein einwertiges anorganisches Anion, 
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s fur eine ganze Zahl von 1 bis 6, 
y fur eine ganze Zahl von 1 bis 4 und 
n - 0, 1 oder 2 



Tu^ZScl^z^^c^^ Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB sie das bei d,r 
bezogen auf die Gesamtmenge der Aurzeichnungsschicht, emgesetzt wird. 
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